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LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES, CONFORME LO RESUELTO EN EL

EXPEDIENTE RESPECTIVO Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA LEY 24.481

(T.O.1996), Y SU DECRETO REGLAMENTARIO(DECRETO 260/96, ANEXO II),

EXTIENDE EN NOMBRE DE LA NACIÓN ARGENTINA EL PRESENTE TÍTULO A

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA); CONICET (CONSEJO

NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS). INVENTOR / ES

PASTORIZA, HERNÁN; MARTÍNEZ, EDUARDO DAVID.

 

QUE ACREDITA LA CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN SOBRE: MÉTODO PARA

LA PREPARACIÓN DE UNA RESINA NANOESTRUCTURADA, RESINA

NANOESTRUCTURADA Y MATERIALES COMPUESTOS NANOESTRUCTURADOS 

CUYA DOCUMENTACIÓN ANEXA ES COPIA FIEL DE LA DEPOSITADA EN EL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL ART. 35 DE LA LEY 24.481(DECRETO 260/96 - ANEXO I),

EL TÉRMINO POR EL QUE SE ACUERDA LA PATENTE ES POR VEINTE AÑOS

IMPRORROGABLES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD,

POR LO CUAL EXPIRARÁ EL DÍA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2036.

 

BUENOS AIRES, 30 DE JUNIO DE 2021.
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REIVINDICACIONES  

 

1-Un método para la obtención de una resina nano-estructurada, 

caracterizada porque comprende dispersar nanocables de plata de un 

tamaño promedio entre 40 y 80 µm y diámetros entre 150 nm y 250 nm en 

una mezcla de PMMA y un solvente. 

2-El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

peso molecular de la resina de PMMA está dentro del rango de 400.000 

g·mol-1 y 950.000 g·mol-1 . 

3-El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dichos 

nanocables de plata se obtienen por el método de poliol-PVP. 

4-El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dichos 

nanocables de plata se obtienen haciendo reaccionar una solución de PVP y 

un poliol con una solución de un agente precursor de plata en un poliol en 

presencia de una sal metálica como agente regulador del crecimiento y la 

nucleación. 

5-El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque el 

precursor de plata es AgNO3. 

6-El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque poliol 

es etilenglicol. 

7-El método de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque 

el método de PVP poliol se lleva a cabo a temperaturas entre 110 ºC y 160 

ºC, preferentemente 130 ºC. 
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8-El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque el 

peso molecular del PVP está dentro del rango de 10.000 g/mol y 360.000 

g/mol. 

9-El método de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la 

relación molar entre AgNO3 y el monómero del PVP es de entre 0,7 y 1,5. 

10-El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque la 

concentración del precursor puede variar entre 1 mM y 50 mM.  

11-El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado la sal 

metálica se selecciona del grupo formado por NaCl, KCl, FeCl3, CuNO3, CuCl, 

CuCl2, KBr y NaBr. 

12-El método de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado la sal 

metálica es FeCl3. 

13-El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado la 

concentración final de AgNWs en la resina nanocompuesta, puede variar 

entre 0,1 % en masa y 10,0 % en masa.  

14-El método de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado la 

concentración final de AgNWs en la resina nanocompuesta, puede variar 

entre 0,1 % en masa y 4,0 % en masa. 

15-El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

solvente de la resina de PMMA se selecciona entre clorobenceno y anisol. 

16-El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la 

proporción en masa de PMMA en el solvente principal de la resina PMMA 

está entre 2% y 11%.  
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17-El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado además se 

incorpora al menos un co-solvente seleccionado entre metil isobutil cetona 

(MIBK), isopropanol, etanol, dioxolano y propilenglicol monometil éter 

acetato (PGMEA) como   aditivo mejorador de la dispersibilidad.  

18-El método de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizado porque la 

proporción del cosolvente, preferentemente, isopropanol (IPA) y de la resina 

PMMA en la mezcla es de 1:3,64 de cosolvente (IPA):PMMA. 

19-Una resina nano-estructurada obtenible por el método de acuerdo con 

las reivindicaciones 1 a 18, caracterizada porque comprende PMMA y 

nanocables de plata (AgNWs) de un tamaño promedio entre 40 y 80 µm y 

diámetros entre 100 nm y 250 nm. 

20-Una resina nano-estructurada de acuerdo con la reivindicación 19, 

caracterizada porque comprende la concentración de nanocables de plata 

(AgNWs) está dentro del rango de al menos el 0,1% en masa. 

21-Una resina nano-estructurada de acuerdo con la reivindicación 19, 

caracterizada porque comprende una fracción de 4% en masa de 

nanocables de plata (AgNWs). 

22-Una material compuesto nano-estructurado, caracterizado porque 

comprende la resina nano-estructurada de acuerdo con las reivindicaciones 

19 a 21. 

23-Una material compuesto nano-estructurado de acuerdo con la 

reivindicación 22, caracterizado porque es una película. 

24-Una material compuesto nano-estructurado de acuerdo con la 

reivindicación 22, caracterizado porque es una película delgada sobre un 
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sustrato aislante. 

25-Una material compuesto nano-estructurado de acuerdo con la 

reivindicación 24, caracterizado porque dicho sustrato aislante se selecciona 

entre el silicio, el nitruro de silicio (Si3N4), y polímeros tales como PET, 

poliimida (Kapton®). 

26-Una material compuesto nano-estructurado de acuerdo con la 

reivindicación 24, caracterizado porque dicho sustrato aislante es un 

sustrato pre-tratado mediante a un tratamiento de limpieza por plasma de 

oxígeno. 

27-Una material compuesto nano-estructurado de acuerdo con la 

reivindicación 24, caracterizado porque es un resistor. 

28-Una material compuesto nano-estructurado de acuerdo con la 

reivindicación 22, caracterizado porque es una tinta conductora. 

29-Una material compuesto nano-estructurado de acuerdo con la 

reivindicación 28, caracterizado porque dicha tinta conductora posee entre 

el 0,5 al 1.5 % en peso de AgNWs. 
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